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花山良平氏は，1998年 3月に東京大学工学部産業機械

工学科を卒業し，同大大学院工学系研究科産業機械工学専

攻修士課程（長尾高明教授）に進学して，工作機械の熱変

形を能動的に補償・制御しながら金属加工物を高速に加工

するシステムの研究に従事した．2000年 4月に同大学院

博士課程（光石 衛教授）に進学し，UVレーザーによる

ガラスなど脆性材料の微細加工に関する研究を開始した．

2002年に筆者が同産業機械工学専攻の客員助教授として

赴任すると，微細加工における精密形状計測の必要性か

ら，光学材料の表面形状を干渉計測する研究に興味を示

し，波長走査レーザー光を用いた干渉計測法の研究に筆者

とともに従事した．

ディジタル干渉計測法は，CCDの低ノイズ化に伴って

90年代にナノメートルの測定精度を達成する成功を収め

た．しかしながら，単色レーザー光源による干渉計では，

試料の表面形状と厚さ分布は別々の干渉計構成で測定する

必要があった．ダイオードレーザー等を光源とする波長走

査光を用いると，干渉縞の位相は光路長差に比例する速度

で変化するため，層を成す透明試料は表面形状のみなら

ず，内部各層の厚さ分布を同時に選択的に検出することが

原理的に可能である．しかしながら，波長をシングルモー

ドで時間に線形に走査できる幅は技術的に制約されるた

め，信号となる干渉縞の変調周波数が概略値しかわからな

くても離調誤差を最小化できること，近接する周波数に他

の信号が存在してもクロストークを低く抑えることができ

ること，の2点が位相検出の際に必要となる．

今回受賞対象となった論文 では，花山氏は多重に重な

った干渉縞から特定の縞成分の位相を抽出する位相シフト

アルゴリズムに，従来のフーリエ解析法では考慮されてい

なかった離調誤差を最小化する効果を取り入れた．また，

他周波数の信号成分からのクロストークを抑えるためにア

ルゴリズムの周波数応答を改善し，ノイズを1/3以下に減

少させた．新しいアルゴリズムは，窓関数という観点から

は，従来の三角窓を変形し高調波成分の雑音を改善したこ

とと解釈される．オーストラリア国立計測研究所で行った

実験では，石英ガラス上に貼り付けられた結晶ウェハーの

表面形状と厚さ分布を同時に測定することに成功し，理論

の有効性が示された ．

花山氏は，2005年 7月より光産業創成大学院大学の助

手の職に就き，起業を目指す大学院生を教育する傍ら，波

長走査光を中心とする光計測の研究分野の開拓に引き続き

従事している．今後のますますの活躍を期待している．
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